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DESCRIPCION
Procedimiento para producir un molde de impresién
La invencion se refiere a un procedimiento para producir un molde de serigrafia.

En la produccién de plantillas de serigrafia es conocido aplicar sobre un tamiz que se usa como soporte del molde
o de la matriz a presion una laca fotosensible, para exponer y a continuacion revelar, para extraer la capa de laca
fotosensible en regiones en las que posteriormente al imprimir se pretende transmitir tinta a través del tamiz. La
exposicion de la capa de laca fotosensible, condicionado por el modelo, se realiza con ello por ejemplo mediante
una pelicula grande colocada encima de la pieza en bruto del molde de impresién o bien, punto por punto, con
ayuda de luz laser, en donde toda la capa de laca fotosensible se explora punto por punto y sélo se expone en los
puntos en los que debe modificarse, condicionado por el modelo, la estructura quimica de la laca fotosensible para
el revelado posterior. Aparte de esto es conocido hacer evaporar la capa de laca fotosensible con un laser de COy,
conforme al modelo.

Tanto la utilizacion de peliculas grandes como el uso de laseres, en especial de laseres de CO;, que presentan un
consumo de energia muy elevado, encarecen la produccion de plantillas de serigrafia.

A la hora de producir un molde de impresion flexografica en primer lugar se coloca sobre un soporte un material
sensible a la radiacion o fotosensible, por ejemplo un fotopolimero o fotoelastdmero. Después se reticula el
polimero mediante irradiacion o exposicion, condicionado por el modelo, de regiones individuales de la capa. Para
la exposicion se utiliza de forma preferida radiacion ultravioleta. A continuacién se lavan en un revelador adecuado
las regiones poliméricas no expuestas y con ello no reticuladas. Dado el caso se expone posteriormente la capa de
fotopolimero con una fuente de radiaciéon que emite en el margen UV y, de este modo, se reticula mas
intensamente.

En los procedimientos conocidos hasta ahora las regiones de la capa sensible a las radiacién que no se quieren
exponer, es decir en especial la capa de fotoelastdmero, se cubren, condicionado por el modelo, o bien como en
las plantillas de serigrafia mediante una pelicula completa o mediante una capa pulverizada encima en forma de
modelo por medio de toberas.

A la hora de cubrir la capa sensible a la radiacién mediante una pelicula completa producida fotograficamente casi
nunca puede evitarse, en los moldes de impresion cilindricos, una soldadura en el modelo. En cualquier caso una
pelicula completa de este tipo, que debe presentar el tamafio del molde de impresién y en el caso de moldes de
impresion cilindricos por lo tanto también el tamafio de la superficie del cilindro, encarece la produccién de moldes
de impresioén.

La pulverizacién sobre una capa sensible a las radiacién, condicionado por el modelo, de una capa de tinta que
absorba y/o refleje la luz con ayuda de toberas, exige una tintas cobertoras muy puras que se adhieran
suficientemente sobre la capa sensible a las radiacion y a pesar de ello no obstruyan las toberas utilizadas. Aparte
de los elevados requisitos impuestos a las tintas cobertoras, también las toberas utilizadas para la pulverizaciéon
encima tienen que cumplir unos requisitos elevados, ya que por unidad de tiempo es necesario generar muchas
gotas con un tamafo constante.

Mediante la pulverizacion de tinta cobertora conforme al modelo sobre la superficie de un molde de impresion, en
especial sobre una superficie de cilindro, aunque se evitan los problemas que se producen durante la manipulacién
de peliculas grandes, la técnica de pulverizacidon encima exige sin embargo unas toberas muy precisas, que son
complicadas de producir y controlar.

El documento DE 195 36 806 A1 describe un procedimiento para producir placas de huecograbado de
fotopolimero. En este procedimiento de produccién se aplican sobre un soporte dimensionalmente estable, unas
sobre otras, una capa reticulable mediante radiacién actinica, una capa sensible a la radiacién IR, dado el caso
una capa de separacion dispuesta entre la capa reticulable mediante radiacion actinica y la capa sensible a la
radiacién IR, asi como una lamina protectora extraible aplicada a la capa sensible a la radiacién IR.

En el caso de la capa formadora de relieve, reticulable mediante radiacion actinica, es decir fotoestructurable, se
trata de una mezcla formada por al menos un aglutinante polimérico soluble o dispersable en agua y/o mezclas de
agua/alcohol, de compuestos organicos no saturados copolimerizables compatibles con este aglutinante
polimérico, un fotoiniciador o sistema fotoiniciador, asi como dado el caso otras sustancias auxiliares o
adicionales. Sobre la capa fotoestructurable se encuentra la capa sensible a la radiacion IR, que puede someterse
a ablacién laser asi como dado el caso una capa intermedia formada por un polimero permeable al oxigeno
soluble o dispersable en revelador. Una capa intermedia de este tipo puede reducir la difusiéon de mondémeros
desde la capa sensible a la luz, fotopolimerizable, en la capa sensible a la radiacion IR situada encima y proteger
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la capa sensible a la luz, fotopolimerizable, contra la accion del rayo laser durante la ablacion laser. Ademas de
esto, esta capa intermedia es permeable al oxigeno del aire, de tal modo que durante exposicién UV que sigue a la
ablacion laser puede entrar oxigeno del aire y, de este modo, se consigue un control mas exacto de la profundidad
de escudilla.

El documento EP 0 785 474 A1 describe un procedimiento y un dispositivo para producir una plantilla de impresion
flexografica. Aqui se coloca encima, en el caso de un tubo metalico, un fotoelatbmero en forma de placa todavia
totalmente reticulado, sobre el cual se ha tendido una capa fina altamente sensible a la luz. Después de una
exposicién punto por punto de la capa altamente sensible a la luz mediante un laser, de forma correspondiente a
un modelo, se realiza el revelado de la capa fina exterior sensible a la luz, p.ej. mediante la inmersién periférica del
molde de impresion en un bafio alcalino. En el caso de utilizarse capas de gelatina o alcohol polivinilico, que
contienen cristales de halogenuro de plata, el liquido alcalino del revelador contiene ademas un medio reductor
organico para reducir el halogenuro de plata expuesto a plata metalica no soluble. Aqui se muestra la exposicion
de gran superficie del molde de impresion, es decir la exposicion de gran superficie de la capa de fotoelastémero,
que ahora soporta sobre su superficie la mascara no translicida. Aqui se extraen del ensamble polimérico por
disolucion unos puntos del fotoelastémero, que no se reticulan permanentemente mediante radiacion UV, en una
cubeta de enjuague mediante un segundo liquido de revelador. En el caso de este revelador se trata de una mezcla
de butanol y percloroetileno.

El documento DE 42 03 554 A1 describe un procedimiento para la produccion sin pelicula de moldes de impresién
flexibles. En este procedimiento se producen moldes de impresién flexibles a partir de placas de impresién, que
fundamentalmente se componen de un soporte estable de forma, una capa de registro sensible a la luz y una
lamina cobertora entintada. La estructuraciéon de la placa de impresion se realiza sin pelicula, de tal modo que la
lamina cobertora entintada, actinica y absorbedora de luz se corta conforme a la imagen, se extraen los puntos de
imagen calados y a continuacion se expone la placa de impresion. Después de esto se extrae la lamina cobertora
entintada y por ultimo se lavan las partes no expuestas de la capa de registro en un bafio de revelado adecuado.
Los moldes de impresién producidos segun este procedimiento son apropiados para la produccion de productos de
impresion flexografica y para barnizar productos de impresora offset.

El documento US 5,024,919 A describe un procedimiento para producir un modelo fino en un dispositivo
semiconductor. En este procedimiento para formar un modelo fino en un dispositivo semiconductor se configura
una capa de polimero superior sobre una capa de laca fotosensible inferior, en donde la capa de polimero superior,
después de ser irradiadairradiada con luz ultravioleta, se hace no translicida para la luz ultravioleta profunda. La
capa de laca inferior es fotosensible a la luz ultravioleta. Después de que la capa de polimero superior se ha
expuesto a la luz ultravioleta mediante una mascara, se usa la capa de polimero superior como mascara para la
capa de laca fotosensible situada debajo, ya que las regiones expuestas son opacas a la luz ultravioleta profunda.
Después de extraer la capa de polimero superior y una capa intermedia utilizada dado el caso se revela la capa de
laca situada debajo, para formar un modelo.

El documento EP 0 065 760 A2 describe un proceso de fotoexposicidon. Aqui se transmiten particulas de téner, que
se adhieren a un elemento magnético con una capa soporte de polimero y una capa magnética en unas regiones
en las que la capa magnética esta magnetizada, a un sustrato con una capa fotosensible situada encima y una
capa cobertora transparente. Después de la irradiacion del sustrato con la capa fotosensible situada encima y la
capa cobertora, las particulas de téner transmitidas a la capa cobertora actian como una mascara. Mediante la
irradiacion de la capa fotosensible las regiones irradiadas se polimerizan y permanecen sobre el sustrato, después
de una extraccion de la capa cobertora y un proceso de revelado.

El documento DE 43 39 010 A1 describe unas placas de impresion a las que puede transmitirse una imagen con
un laser. Aqui se hacen patentes unas placas de impresion flexograficas y un procedimiento para su produccion, a
las que se transmite una imagen deseada mediante laser. Una fina pelicula de polimero dopada con un absorbedor
UV se lamina sobre una capa de fotopolimero. La pelicula se funde desde el fotopolimero mediante la utilizacion
de un laser, que trabaja con una longitud de onda seleccionada, en donde se genera un negativo in situ. El
negativo resultante puede someterse a la exposicién normal con luz de inundacién UV y al revelado.

El documento DE 195 36 805 A1 describe un elemento de registro con varias capas, apropiado para la produccion
de placas de impresion flexografica mediante transmision de informacion digital. Aqui se disponen sobre un
soporte dimensionalmente estable, unas sobre otras, una capa reticulable mediante radiacién actinica dado el caso
unida al soporte dimensionalmente estable mediante una capa adhesiva, una capa sensible a la radiacién IR asi
como dado el caso una lamina cobertora extraible. La capa reticulable mediante radiacion actinica puede lavarse
después de una exposicion conforme a la imagen mediante un revelador y se compone fundamentalmente de una
mezcla formada por un aglutinante elastomérico, compuestos organicos copolimerizables no saturados
etilénicamente, un fotoiniciador o sistema fotoiniciador asi como dado el caso otras sustancias auxiliares. La capa
sensible a la radiacion IR es una capa soluble o dispersable en el revelador, que contiene en un aglutinante que
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forma una pelicula con caracter elastomérico al menos una sustancia finamente distribuida, que tiene una elevada
absorcion en un margen de longitud de onda de entre 750 y 20.000 nm. Aqui son adecuados como revelador, tanto
para la capa reticulable mediante radiacion actinica como para la capa sensible a la radiacion IR, agua o mezclas
de alcohol/agua.

El documento DE 42 43 750 A1 describe un procedimiento para la produccion de un molde de impresion para
huecograbado, serigrafia, flexografia o impresion offset. Aqui un cilindro de impresion presenta una capa de
fotopolimero y un recubrimiento sensible exterior, en donde la irradiacion mediante un laser vaporiza el
recubrimiento sensible exterior en regiones en las que incide un rayo laser mediante la accién del calor. En un
siguiente paso de procedimiento se expone la capa de fotopolimero mediante otra fuente de radiacion, que emite
un haz con una mayor intensidad luminosa, atravesando la fotomascara del recubrimiento. En las regiones
translucidas del recubrimiento el haz penetra en la capa de fotopolimero y produce alli una fotopolimerizacién. En
un paso de procedimiento a continuaciéon se extraen después mediante procesos de revelado o disolucion
conocidos el recubrimiento por completo y, en las regiones no expuestas, es decir no modificadas quimicamente,
la capa de fotopolimero, mientras que las regiones expuestas de la capa de fotopolimero, a causa de las
caracteristicas quimicas modificadas mediante la exposicién, no se extraen en este proceso de revelado o
disolucion, sino que permanecen sobre la superficie del cilindro.

El documento EP 0 598 926 A1 describe un procedimiento y un dispositivo para la produccion de moldes de
impresion flexografica. Aqui una plantilla de impresion se compone de un cilindro cubierto con una capa de
fotoelastomero, en donde la capa de fotoelastdmero se cubre con un modelo y a continuaciéon se expone, para
reticular mediante esta exposicion las regiones no cubiertas por el modelo. Después de esto se lavan las regiones
no expuestas de la capa de fotoelastdmero. Para generar el modelo se aplica un liquido cobertor a la superficie de
la capa de fotoelastomero, p.ej. con ayuda de unas toberas electrostaticas.

El documento DE 40 23 586 A1 describe una masa de serigrafia sensible a la luz y su utilizaciéon. Aqui una masa
de serigrafia sensible a la luz se compone de una mezcla formada por al menos un componente de resina de
aglutinante fundamentalmente soluble en agua, un componente sensible del producto de condensacién de una 4-
diazo-difenil amina con formaldehido y al menos un producto de condensacion de la 4-diazo-difenil amina con un
medio de condensacion de la formula E(-CHRa-ORp)m Y agua.

Partiendo de aqui la invencion se ha impuesto la tarea de proporcionar otro procedimiento para la produccion de
un molde de impresion, que pueda realizarse de forma sencilla y econémica y con ello entregue unos moldes de
impresion fieles al modelo.

Esta tarea es resuelta mediante el procedimiento segun la reivindicacion 1. En las reivindicaciones subordinadas
se describen configuraciones y variantes ventajosas del procedimiento conforme a la invencion.

Para la produccion del molde de impresion se aplica por lo tanto, sobre una capa sensible a la radiacion de una
laca reticulable, una capa cobertora estanca a la radiacién o a la luz. Mediante una estructuracién a continuacion
de la capa cobertora, de forma correspondiente a un modelo, se configura una mascara de irradiacion o exposicion
directamente sobre la capa sensible a la radiacién. A continuacién se realiza después, de la forma habitual, la
exposicion y el revelado de la capa sensible a la radiacion.

En el procedimiento conforme a la invencion se configura por lo tanto la mascara de exposicién, condicionado por
el modelo, directamente sobre la capa a exponer, en donde en primer lugar la capa a exponer se cubre por
completo con la capa cobertora, para estructura después la misma. A la hora de elegir el material de la capa
cobertora solo tienen que tenerse en cuenta por lo tanto las caracteristicas de adhesiéon asi como las
caracteristicas de absorcion y reflexion de radiacion. La capacidad de absorcion y/o reflexion de la capa cobertora
debe ajustarse con ello a la sensibilidad de radiacion de la primera capa sensible a la radiacién. Aunque es
suficiente con que la capa cobertora bloquee por completo sélo la radiacion utilizada para exponer la primera capa
sensible a la radiacién, es ventajoso que presente también en las regiones de radiacion adyacentes una buena
capacidad de absorcion o reflexion.

El procedimiento conforme a la invencién puede usarse para la produccién de tamices moldeados por
galvanoplastia. Aqui se estampa después la primera capa sensible a la radiacion, que esta dispuesta sobre una
superficie totalmente plana, conductora y en especial metdlica, de forma correspondiente al tamiz a producir
galvanicamente.

El procedimiento conforme a la invencién puede simplificarse ulteriormente, si esta previsto que la capa cobertora
estructurada conforme al modelo, es decir la mascara de irradiacion, se extraiga durante el revelado de la primera
capa sensible a la radiacion, en donde se usan medios mecanicos y/o quimicos. De este modo se evita un paso de
mecanizacion adicional, que complica innecesariamente el procedimiento, para una extraccion separada de la capa
cobertora después de la exposicion.
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Esta previsto convenientemente en el procedimiento conforme a la invencién que, condicionado por el modelo,
para la estructuracion de la capa cobertora las partes de la capa cobertora a extraer se desmonten directamente.

Para el desmontaje conforme al modelo de la capa cobertora se utiliza radiacion laser. La radiacion laser tiene la
ventaja de que pueden configurarse y manipularse facilmente, para desmontar la capa cobertora, unas manchas
luminosas muy pequefias con una elevada intensidad.

Se obtiene un molde de impresion o molde de galvanizacién para tamices soporte especialmente fiel al modelo si
esta previsto que la irradiacion conforme al modelo de la capa cobertora, respectivamente de la segunda capa
sensible a la radiacion, se realice punto por punto. Aqui puede reducirse claramente el tiempo para la primera
exposicion, es decir para la exposicion de la segunda capa sensible a la radiacion, si durante la irradiacion punto
por punto se irradian simultaneamente, conforme al modelo, varios puntos de mascara situados unos junto a otros
mediante un nimero correspondiente de puntos de irradiacion.

Se consiguen unas caracteristicas de apantallamiento especialmente buenas si la capa cobertora contiene unas
particulas absorbedoras/reflectoras de luz finas, en especial negro de carbono (black carbon) o particulas
metdlicas finas, pigmentos y/o productos quimicos absorbedores de radiacion.

Las particulas absorbedoras o reflectoras de luz finas estan suspendidas conforme a la invenciéon en gelatina o
alcohol polivinilico.

Si se pretende que la capa cobertora contenga como medios absorbedores y reflectores de luz unas particulas
metdlicas finas, es conveniente que la suspension de particulas metalicas finas en gelatina se produzca mediante
reduccion de sales metdlicas disueltas en gelatina, en especial halogenuros de plata. De este modo se mejora
claramente la seguridad de trabajo en el procedimiento conforme a la invencion, ya que las particulas metalicas
muy finas se inflaman facilmente y son altamente explosivas.

La capa cobertora puede aplicarse de forma especialmente sencilla con un procedimiento de recubrimiento por
inmersion, en especial si la capa cobertora deseada debe tener un grosor de entre 1 ym y 20 ym, de forma
preferida entre 7 ym y 14 ym, en especial de 10 ym.

En la produccion de plantillas de serigrafia o matrices para la producciéon galvanica de tamices soporte es
conveniente que la primera capa sensible a la radiacién sea una capa de laca fotosensible, que de forma preferida
se aplica al soporte con un procedimiento de recubrimiento por inmersion. Con ello pueden usarse
convenientemente tanto lacas fotosensibles sobre la base de gelatina o alcohol polivinilico como lacas
fotosensibles sobre base de resina artificial. Para impedir una formacion de grietas durante el secado o el
endurecimiento de las lacas fotosensibles o durante el uso posterior del molde de impresién acabado, esta previsto
conforme a la invencién que a la capa de laca fotosensible se afiadan sustancias para aumentar su elasticidad. En
especial si se utilizan lacas fotosensibles sobre gelatina o alcohol polivinilico pueden afadirse a la laca fotosensible
unos plastificantes, p.ej. glicerin o glicol.

Para plantillas de serigrafia planas o lisas es conveniente que el soporte esté formado con un tejido textil, en
especial con un tejido de gasa de seda, que esté reforzado mediante una precipitacion quimica y/o galvanica.
Mediante la precipitacion metalica no sélo se refuerza mecanicamente el tejido especialmente fino, sino que
también se mejora su capacidad de reflexion para radiaciéon, de tal manera que el tejido de tamiz durante el
desmontaje de la capa cobertora y la exposicion de la primera capa sensible a la radiacion no resulte dafiado, si la
radiacion utilizada respectivamente para ello se ha dopado algo excesivamente.

A continuacion se explica con mas detalle la invencién, a modo de ejemplo, con base en el dibujo. Aqui muestran:

la fig. 1 un corte longitudinal paralelo al eje a través de una pieza en bruto cilindrica para la produccion de un
molde de impresion, conforme a un ejemplo general para un mejor entendimiento de la invencion,

la fig. 2 una representacion en corte de forma correspondiente a la fig. 1 de la pieza en bruto, después de una
primera exposicion y revelado,

la fig. 3 una representacion en corte de la pieza en bruto segun la fig. 2, durante una segunda exposicion,

la fig. 4 una representacion en corte del molde de impresion cilindrico acabado, después del ultimo revelado,

la fig. 5 un dispositivo para la exposicion conforme al modelo de una pieza en bruto para un molde de impresion,
la fig. 6 un dispositivo para el revelado de la pieza en bruto después de la primera exposicion,

la fig. 7 un dispositivo para la exposicion de gran superficie de la pieza en bruto,
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la fig. 8 un dispositivo para el revelado de la pieza en bruto después de la exposicion de gran superficie,

la fig. 9 un corte longitudinal paralelo al eje a través de una pieza en bruto cilindrica para la produccién de una
plantilla de serigrafia, conforme a un ejemplo de realizacién de la invencion,

la fig. 10 una representacion en corte aumentada del tamiz recubierto de la fig. 1,
la fig. 11 una representacion en corte aumentada de un tamiz con otro recubrimiento,

la fig. 12 una representacion del tamiz conforme a la fig. 2, durante el desmontaje de la capa cobertora para
estructurar una mascara de irradiacion,

la fig. 13 una representacion en corte de la pieza en bruto segun la fig. 9 durante una irradiacion,
la fig. 14 una representacion en corte aumentada del tamiz acabado después del revelado,

la fig. 15 un dispositivo para el desmontaje conforme al molde de la capa cobertora sobre una pieza en bruto
cilindrica,

la fig. 16 un dispositivo para la exposicion de gran superficie de la pieza en bruto y
la fig. 17 un dispositivo para el revelado de la pieza en bruto después de la irradiacion.

En las diferentes figuras del dibujo las piezas mutuamente correspondientes se han dotado de los mismos
simbolos de referencia.

Una pieza en bruto mostrada en la fig. 1 para un molde de impresidn, que se designa a continuacién como molde
de impresién 18 con independencia de la fase de produccion, para una mayor sencillez, presenta un tubo soporte 1
en cuyos lados frontales estan soldadas o pegadas unas placas cobertoras 2 y unas manguetas axiales 3. Las
manguetas axiales 3 se usan con ello para el empotramiento posterior del molde de impresion 18 sobre una
maquina de impresion.

Al tubo soporte 1 se ha aplicado una primera capa sensible a la radiacién, en especial una capa de fotopolimero,
de forma preferida una capa de fotoelastémero 4 con un grosor preferiblemente de entre 2 y 5 mm. En general esta
capa de fotoelastomero 4 esta estructurada con una placa de fotoelastomero, p.ej. Nyloprint, que se arrolla
alrededor del tubo soporte 1. El fotoelastémero de esta placa presenta al principio sélo un bajo grado de
polimerizacion y por ello puede deformarse tanto elastica como plasticamente y se pega, en el caso de producirse
calor, al tubo soporte 1y en el punto de empalme a ella misma con temperaturas de unos 120°C. Aqui todavia no
se produce ninguna reaccion de reticulado, de tal modo que no se limita la sensibilidad a la radiacion o a la luz de
la capa de fotoelastomero 4 aplicada al tubo soporte 1.

En lugar de la capa de fotoelastomero 4 relativamente gruesa con 2 a 5 mm, como la que se usa para moldes de
impresion flexografica, puede preverse también como primera capa sensible a la radiaciéon por ejemplo una fina
capa de laca fotosensible, etc., si se pretende producir un molde de serigrafia con el procedimiento conforme a la
invencion. Con ello debe preverse entonces, en lugar del tubo soporte 1, un cilindro de tamiz correspondiente.

A la capa de fotoelastomero 4 se aplica a continuacién una capa cobertora 5, p.ej. mediante recubrimiento por
inmersion. Con ello se aplica por ejemplo una solucién acuosa de gelatina o alcohol polivinilico, a la que se afiade
aprox. un 10% en peso de negro de carbono (black carbon). Sin embargo, también puede utilizarse una gelatina en
la que estén suspendidas unas particulas metalicas muy finas. Debido a que las particulas metalicas asi de
pequefias son altamente explosivas, la suspensién puede producirse mediante una reduccién de particulas
metdlicas disueltas en gelatina, p.ej. halogenuros de plata. La gelatina que rodea las particulas metalicas muy
finas generadas de esta manera impide después su oxidacion y con ello una explosion.

Durante el recubrimiento por inmersion para aplicar la capa cobertora 5 se arrastra desde arriba hacia abajo un
rascador anular (no representado), sobre el molde de impresion 18 dispuesto con eje perpendicular, en donde la
solucion de gelatina que se ha calentado se encuentra en la camara anular entre el rascador anular y la capa de
fotopolimero 4 y, durante el movimiento descendente, permanece adherida como pelicula fina sobre la superficie
de la capa de fotopolimero 4. El grosor de esta pelicula puede variarse mediante la temperatura de la solucion de
gelatina, mediante el porcentaje de sustancias sélidas, es decir mediante la proporcion de negro de carbono o
particulas metdlicas en la soluciéon de gelatina, la intensidad de una refrigeracion que se produce dado el caso
simultdneamente mediante una corriente de aire frio y la velocidad del movimiento descendente.

Durante el enfriamiento de la pelicula de gelatina o alcohol polivinilico, que se produce rapidamente, ésta se
rigidiza y se libera de su proporcion de agua en un subsiguiente proceso de secado intermedio. Mediante la adicion
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de proporciones reducidas de plastificadores, p.ej. glicerina o glicol, la pelicula de gelatina o alcohol polivinilico
puede mantenerse elastica incluso después del secado, hasta un punto tal que se impiden formaciones de grietas
en la capa que se seca, es decir en la capa cobertora 5 que se forma. Siempre que sea necesario puede realizarse
también un curtido de la capa cobertora 5 mediante pulverizacion con formaldehido o solucién aluminosa. Sin
embargo, aqui hay que tener en cuenta que la capa cobertora 5 puede extraerse mas facil o rapidamente en un
paso de procedimiento posterior, si la gelatina o el alcohol polivinilico no se curte.

Después de la configuracion de la capa cobertora 5 se aplica como tercer paso una segunda capa sensible a la
radiacién, en especial una capa fotosensible, de forma preferida una capa de laca fotosensible 6. Como laca
fotosensible para la capa de laca fotosensible 6 puede utilizarse con ello una laca fotosensible endurecible bajo la
luz o descomponible mediante la luz. La aplicacion de la capa de laca fotosensible 6 se realiza con ello
convenientemente también en un procedimiento de recubrimiento por inmersion. La laca fotosensible para la capa
de laca fotosensible 6 se presenta casi siempre en una solucién alcohdlica o quetdnica. Estos disolventes no
remojan una capa de gelatina. Sin embargo, también pueden utilizarse emulsiones acuosas de lacas fotosensibles,
si después del contacto de la capa cobertora 5 con la emulsién de laca fotosensible, hasta el secado realizado de
la capa de laca fotosensible 6, se evita cualquier otro contacto de la superficie de molde de impresion recubierta.

Después del secado de la capa de laca fotosensible 6 se irradia ésta de forma correspondiente a un modelo a
imprimir posteriormente con el molde de impresion 18. Para esto se utiliza una radiaciéon para la que es sensible la
segunda capa sensible a la radiacién. En el caso de la capa de laca fotosensible 6 aqui descrita la irradiacion se
realiza por lo tanto con ayuda de un rayo de luz, en especial con ayuda de un rayo laser. Segun la laca fotosensible
utilizada puede utilizarse como luz para la exposicion de la capa de laca fotosensible 6 una luz ultravioleta o visible.
Es por ejemplo posible realizar la exposicion de la capa de laca fotosensible 6 con ayuda de un laser, cuya luz esté
situada en el margen azul o verde UV, en especial con ayuda de un laser de iones de argoén, cuya longitud de onda
esté situada con 488 nm en el margen azul visible.

Una ventaja de la exposicion con la citada longitud de onda es que casi no se produce un pre-reticulado de la capa
de fotoelastomero 4 situada debajo de la capa de laca fotosensible 6, ya que para un reticulado de esta capa de
fotoelastomero 4 se requiere luz con una mayor energia cuantica y de este modo una longitud de onda mas corta,
es decir luz en el margen espectral ultravioleta. Para poder absorber muy bien la radiacion laser utilizada puede ser
necesario, en el caso de unas composiciones determinadas de la capa cobertora, que se afiada un pigmento
adicional.

El rayo laser 7 se enfoca hacia su punto de incidencia sobre la capa de laca fotosensible 6 del molde de impresion
18 mediante una disposicién de lente o una o6ptica laser 22, con un diametro de haz de aprox. 20 a 30 um. La
exposicion se realiza de forma correspondiente al modelo a imprimir, es decir, el rayo laser 7 se interrumpe
mediante una disposicion correspondiente con funcién de blenda en los puntos que no deben exponerse. Por
ejemplo puede usarse un interruptor 14 acustico-Optico o electro-éptico para la interrupcion del rayo laser 7. En
este método del control éptico del rayo laser 7 pueden exponerse por segundo unos 10° puntos de modelo.

Después de la exposicion se revela la capa de laca fotosensible 6. En este primer revelado se lava la laca
fotosensible no expuesta y de este modo no reticulada en el caso de que se haya utilizado una laca fotosensible
endurecible bajo la luz, es decir una laca negativa, para la capa de laca fotosensible 6. Esto se produce
habitualmente con un revelador ajustado a la laca fotosensible utilizada. De forma conveniente puede utilizarse un
revelador alcalino con aprox. un 20% de carbonato de sodio y dado el caso proporciones reducidas de sosa o
potasa caustica. Durante este revelado, después del lavado de la capa de laca fotosensible no reticulada, también
se disuelve y desmonta mediante el revelador alcalino la capa cobertora 5 después ya no cubierta. Las partes de la
capa cobertora 5 que tienen que extraerse para su estructuracion de forma correspondiente al modelo a imprimir,
también se extraen por lo tanto durante el revelado de la capa de laca fotosensible 6. Las partes de la capa de laca
fotosensible 6 no desmontadas durante el revelado protegen de esta forma las partes de la capa cobertora 5 que
no deben desmontarse y, de esta manera, se usan como mascara de estructuracion 6’ para la capa cobertora 5.

A la hora de utilizar lacas fotosensibles que se endurecen bajo la luz, que no se tratan con bafios de revelado
alcalinos, es necesario extraer la capa cobertora 5 cuando es una capa de gelatina, después del revelado de la
laca fotosensible con una solucion escasamente alcalina, p.ej. una solucién de carbonato de sodio, en los puntos
que ya no estan cubiertos por la capa de laca fotosensible 6. Con ello la laca fotosensible cobertora y endurecida
bajo la luz de la capa de laca 6 tiene que presentar naturalmente una resistencia suficiente a la solucién alcalina.

Como resultado de este proceso de formacion de modelo se obtiene el molde de impresién 18 representado en la
fig. 2, en el que la primera capa sensible a la radiacién, es decir, en el ejemplo de realizacién la capa de
fotoelastomero 4, esta cubierta por una mascara de irradiacion 5’ y, de esta forma, presenta conforme al modelo
unos puntos dejados al descubierto 8, a través de los cuales puede realizarse la exposicion de la capa de
fotoelastomero 4. Como se ha representado en la fig. 3, la exposicion de la capa de fotoelastdmero 4 se realiza con
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gran superficie durante varios minutos con una banda de luz 10 generada por una lampara 9, en especial una
lampara de xendn. En lugar de la lampara de xen6n puede usarse también una lampara de vapor metal-halégena.
Las lamparas de vapor metal-halégenas son con ello ventajosas en cuanto a equilibrio energético, ya que emiten
luz sélo en el margen de sensibilidad maxima de los fotopolimeros habituales y casi no emiten radiacion térmica,
de tal manera que la superficie del molde de impresion 18 no se calienta excesivamente.

Los puntos expuestos de la capa de fotoelastdomero 4 se reticulan de forma profunda y permanente en el caso de
un tiempo de exposiciéon correspondiente largo. Aqui es conveniente exponer la capa de fotoelastdmero 4 con la
lampara 9 sdlo hasta que el paso al siguiente proceso de revelado en los puntos expuestos 8 es precisamente
suficiente, es decir, que los puntos reticulados pueden resistir precisamente lo suficiente la corrosion quimica y
mecanica durante el revelado. Esto tiene la ventaja de que las regiones de la capa de fotoelastémero 4 cubiertas
por la capa cobertora 5 permanecen sin reticular, incluso si la cubierta estanca a la luz UV mediante la capa
cobertora 5 es posiblemente incompleta, si por lo tanto una pequefia parte de la luz UV que incide en la capa
cobertora 5 ha podido penetrar a través de la capa cobertora 5.

Después de la exposicion de la capa de fotoelastomero 4 representada en la fig. 3 se revela el molde de impresion
18, respectivamente la capa de fotoelastdmero 4, para obtener el molde de impresién 18 acabado representado en
la fig. 4. Para esto se lleva el molde de impresién a un bafio de revelado con un revelador a su vez alcalino. Este
es ahora tan alcalino que la capa de laca fotosensible 6 relativamente fina, que tiene por ejemplo un grosor de 10
pm, dicho mas exactamente las regiones de esta capa de laca fotosensible 6 todavia presentes y endurecidas
conforme al modelo, a pesar de su reticulado se corroen y desmontan. Con ello se extrae también la mascara de
irradiacion 5’ compuesta de gelatina o cera. Incluso si estas dos capas no se corroen mediante el revelador usado
para revelar el fotopolimero de la capa de fotopolimero 4, los esfuerzos mecanicos ejercidos durante el proceso de
revelado sobre la capa cobertora 5 y la capa de laca fotosensible 6 son tan grandes, que las dos capas
relativamente finas pueden desmontarse mecanicamente con mucha rapidez. Después del desmontaje completo
de la capa de laca fotosensible 6 y de la mascara de irradiacion 5', el revelador tiene acceso libre a los puntos de la
capa de fotoelastémero 4 no expuestos o en todo caso s6lo expuestos débilmente y comienza a desmontar el
fotopolimero. El revelador quimico es apoyado por un cepillado mecanico intenso de la capa de fotoelastémero 4 a
revelar en el bafio de revelado.

En el molde de impresion acabado 18 representado en la fig. 4, después del revelado, los puntos elevados 11 se
corresponden con las regiones de la capa de fotopolimero 4 reticulados mediante la accion de la luz.

El procedimiento para la producciéon de moldes de impresion cilindricos, en especial en la produccion de moldes de
impresion flexografica cilindricos, se lleva a cabo convenientemente con instalaciones de exposicion y revelado
como las que se describen a continuacion.

Aunque la exposicion de la segunda capa sensible a la radiacion, es decir de la capa de laca fotosensible 6, puede
realizarse de cualquier forma conocida con cualquier fuente de radiacion o luz ajustada a la sensibilidad de la capa
de laca fotosensible 6, esta exposicion se lleva a cabo de forma preferida con un dispositivo de exposicion 12,
como el que se muestra en la figura 5. El dispositivo de exposicion 12 presenta un laser 13, en especial un laser de
iones de argon que emite el rayo laser 7. El rayo laser 7 posee con ello un diametro de aproximadamente 1 a 3
mm y un angulo de divergencia muy pequefio. Sobre un carro 16, que puede trasladarse lentamente en la direccion
del eje 17 del molde de impresién 18, esta montado un espejo de desviacion 19, que dirige el rayo laser 7 sobre la
superficie cilindrica del molde de impresidon 18, es decir sobre la capa de laca fotosensible 6 tendida
cilindricamente. Delante del punto de incidencia del rayo laser 7 sobre el molde de impresion 18 esta prevista una
disposicion de lente o una optica laser 22, que enfoca el rayo laser 7 en la regiéon del punto de incidencia con un
diametro de aprox. 30 ym. Aunque el molde de impresion 18 es practicamente redondo, en algunos moldes de
impresiéon puede producirse ocasionalmente un error de marcha concéntrica de aprox. 0,1 mm. La 6ptica laser 22
se realiza convenientemente con una distancia focal de aprox. 50 a 150 mm. En el caso de un laser 13 con un
angulo de divergencia de haz reducido el diametro de la cintura de haz en la regién del foco, en el caso de una
desviacién de marcha concéntrica del molde de impresion 18 de 0,1 mm, varia un maximo del 1%, de tal manera
que puede prescindirse de un seguimiento o de una post-regulacion de la optica laser 22.

Durante la exposicién de la capa de laca fotosensible 6 conforme al modelo el molde de impresién 18 rota con una
velocidad uniforme, de tal manera que la mancha luminosa sobre la capa de laca fotosensible 6, es decir sobre la
superficie del molde de impresién 18, describe una linea helicoidal. EI movimiento de rotacion se transmite con ello
al molde de impresion 18 desde un accionamiento alojado en un cabezal de husillo 21, al que esta unida la
mangueta axial izquierda 3 a través de un mandril de sujecidon 23. La mangueta axial derecha 3 del molde de
impresion 18 se sujeta con ello mediante un cabezal mévil 24. Por debajo del molde de impresion 18 se encuentra
el lecho 25 del dispositivo de exposicion 12, que une el cabezal de husillo 21 al cabezal mévil 24, de forma similar
a en un banco giratorio. El lecho 25 del dispositivo de exposicion 12 conduce con ello el carro 16 durante su
movimiento en paralelo al eje 17 del molde de impresion 18.
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Un cono de apoyo 26 sobre el cabezal movil 24 engrana en el extremo hueco de la mangueta axial derecha 3 y
puede ajustarse en fino a diferentes longitudes de molde de impresion mediante un volante 27 sobre el cabezal
movil. Puede realizarse un ajuste grueso adicional mediante el desplazamiento del cabezal moévil 24 en la direccion
del eje 17 del molde de impresion 18 sobre el lecho 25. Sobre el cabezal de husillo 21 puede reconocerse ademas
un panel de mando 28. Un interruptor principal 29 se usa para la conexion eléctrica a la red o para la desconexion
de la misma. Para el ajuste comodo de diferentes parametros de diferentes parametros de trabajo necesarios
como numero de revoluciones de la maquina, resoluciéon del modelo, etc. esta previsto un teclado de introduccién
de datos en un cajon extraible 30. Los datos de entrada, el progreso del trabajo y dado el caso los avisos de averia
se emiten a través de un monitor 31. Sobre el monitor 31 puede representarse también el modelo respectivamente
a tratar. Para la vigilancia los datos de funcionamiento muy importantes se indican ademas correlativamente sobre
unos instrumentos 32. La fila de interruptores 33 contiene un pulsador de parada de emergencia, pulsadores para
la conexion y desconexion del monitor 31 y pulsadores para el desplazamiento controlado manualmente del carro
16 durante la fase de instalacion.

El dispositivo de exposicién 12 aqui descrito esta adaptado a un molde de impresién flexografica en cuanto a la
sujecion y al accionamiento del molde de impresion 18, como se muestra por ejemplo en la fig. 4. Para otros
moldes de impresion cilindricos el montaje del molde de impresién cilindrico y su accionamiento deben realizarse
adecuadamente de la forma correspondiente, y se muestran a modo de ejemplo para cilindros de serigrafia en la
figura 15 y se explican mas adelante.

En lugar de la exposicion helicoidal de la capa de laca fotosensible 6 cilindrica con una Unica mancha luminosa, la
exposicién puede realizarse también simultaneamente con varias manchas luminosas dispuestas unas junto a
otras en la direccion longitudinal del eje 17 del molde de impresion 18. Con ello se expone por ejemplo una tira de
moldeo cilindrica durante un giro del molde de impresién 18. Durante el siguiente giro se desplaza después el carro
16 en la anchura de la tira de modelo expuesta, para exponer durante el siguiente giro del molde de impresién 18
una tira de modelo que se conecta a la misma sin soldadura, tras lo cual se realiza a su vez un desplazamiento
correspondiente del carro 16.

Después de la exposicion del molde de impresién 18 en el dispositivo de exposicion 12 se realiza el revelador de la
capa de laca fotosensible 6, con ayuda de un revelador liquido en un dispositivo de revelado 34, como el que se ha
representado por ejemplo en la fig. 6. En este dispositivo de revelado el molde de impresién 18 rota solo
lentamente mientras que su superficie se sumerge a poca profundidad en una taza plana 35, que contiene el
revelador liquido. EI molde de impresion 18 es accionado por un accionamiento en el cabezal de husillo 21 a través
de un mandril de sujecién 23, que soporta la mangueta axial izquierda 3 del molde de impresion 18. La mangueta
axial derecha 3 puede apoyarse sencillamente en una semicoquilla de cojinete 36 abierta a causa del nimero de
revoluciones muy reducido.

Mediante un interruptor principal 29 se conecta o desconecta el movimiento giratorio del molde de impresién 18.
Para el revelado se necesita un periodo de tiempo de algunos minutos. Una vez terminado el revelado estan
desmontados los puntos no expuestos o los expuestos de la capa de laca fotosensible 6 segun la clase de tipo de
laca utilizado, es decir segun la laca fotosensible endurecible con luz o descomponible con luz. Durante el revelado
del molde de impresion 18, respectivamente de la capa de laca fotosensible 6, se desmonta casi siempre también
al mismo tiempo los puntos de la capa cobertora 5 que ya no estan cubiertos por la laca fotosensible. Si el
revelador para ello no fuese adecuado o estuviese agotado, puede desmontarse también la capa cobertora 5 en el
mismo dispositivo de revelador con otro bafio. Los ultimos restos del revelador o del ultimo bafo se extraen
mediante enjuague con agua del grifo, una vez terminado el revelado.

El molde de impresion 18 revelado sobre el dispositivo de revelado 34 mostrado en la fig. 6 presenta la estructura
de capas representada en la fig. 2, con una capa de fotoelastémero 4 no tratada y una capa cobertora 5 y una
capa de laca fotosensible 6 estructuradas conforme al modelo.

El molde de impresion 18 asi preparado se expone después con gran superficie por ejemplo en un dispositivo de
exposicion, como el que se muestra en la fig. 7. Para esto el dispositivo de exposicion presenta una lampara 9, que
es por ejemplo una lampara de vapor metal-halégena. La lampara 9 tiene con ello convenientemente la forma de
una viga de lampara con seccion transversal circular y se extiende a lo largo de todo el molde de impresion 18. En
la calidad del grabado tienen una influencia importante la anchura 38 de una carcasa de lampara 40, segun se
mira en la direccion perimétrica del molde de impresion 18, y la distancia 39 entre la lampara 9 y el molde de
impresién 18 en direccién radial. La anchura 38 de la carcasa de lampara 40 no deberia superar un tercio del
diametro del molde de impresién 18, ya que en caso contrario a causa de los efectos de la subradiacion se
reticulan también y con ello se endurecen las regiones marginales de los puntos de la capa de fotoelastomero 4,
cubiertos por la capa cobertora 5. Esto no es deseable, ya que de este modo se reduce la agudeza lineal del
modelo.
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En casos especiales la anchura 38 de la carcasa de lampara 40 se limita incluso a sélo aprox. el 10% del diametro
del molde de impresién 18. Una mayor distancia 39 y una menor anchura 38 aumentan la precisién de los
contornos, pero alarga el tiempo de exposicién necesario a causa de la menor superficie expuesta sobre el molde
de impresién 18 y la menor intensidad de exposicion. Una menor distancia 39 y una mayor anchura 38 producen lo
contrario.

En el cabezal de husillo 21 estan previstos en cada caso un interruptor 41 para el accionamiento giratorio del
molde de impresion 18 y la lampara 9. De forma conveniente los interruptores estan bloqueados eléctricamente de
tal manera, que la lampara 9 sélo puede conectarse cuando el molde de impresién 18 ya gira. La mangueta axial
derecha 3 del molde de impresion 18 estd montada con ello de forma giratoria en un cojinete de apoyo 42
rebatible, que puede llevarse sobre una guia 43 a una posicion ajustada a la longitud del molde de impresion 18.

Después de la segunda exposicion del molde de impresion 18, es decir, después de la exposicion de gran
superficie de la capa de fotoelastomero 4, el molde de impresién 18 se revela definitivamente en otro dispositivo de
revelado.

Como se muestra en la fig. 8 el molde de impresion 18 se monta en una bafiera 45 de forma similar a un banco
giratorio, de tal manera que puede hacerse girar en un cabezal de husillo 21 mediante un accionamiento giratorio
no representado. Mediante el accionamiento de un interruptor 41 se conecta el accionamiento giratorio en el
cabezal de husillo 21 y el molde de impresion 18 se hace mover giratoriamente. Aparte de esto se acciona un
rodillo de cepillo 44 con un numero de revoluciones relativamente alto. EI molde de impresiéon aspira
continuamente liquido de revelador desde un depdsito de revelador no visible en la bafiera 45, mientras que
adicionalmente se pulveriza sobre el rodillo de cepillo 44 un liquido de revelador desde una regleta de toberas
oculta por la pared delantera de la bafiera 45 y por ello no visible.

El contacto intenso de la capa de fotoelastdémero 4 del molde de impresion 18 con el liquido de revelador y la
intensa abrasion mecanica a causa del rodillo de cepillo 44 rotatorio son responsables de un desmontaje o lavado
de todas las regiones no reticuladas de la capa de fotoelastomero 4, de la que una vez terminado el revelado sélo
permanecen las regiones reticuladas y una fina capa base todavia no reticulada, que es necesaria para la fijacion
del fotoelastdomero al tubo soporte 1. Esta fina capa base 4 no se disuelve ni se lava, para poder fijar de forma
fiable al tubo soporte 1 incluso regiones reticuladas mas pequenas del fotoelastémero.

Por ello el proceso de revelado se interrumpe en un momento predeterminado.

También en el dispositivo de revelado la mangueta axial derecha 3 del molde de impresion 18, alejada del cabezal
de husillo 21, se sujeta mediante un cojinete de apoyo 42 sencillo, que esta dispuesto de forma desplazable sobre
una guia 43 en la direccion del eje 17 del molde de impresion 18, para poder encajar en el dispositivo de revelado
moldes de impresion 18 de diferente longitud.

Para encajar y extraer mas facilmente el molde de impresion 18, el cojinete de apoyo 42 esta realizado de forma
dividida. La mitad superior puede plegarse hacia arriba después del desbloqueo. El rodillo de cepillo 44 esta
montado de forma giratoria por sus dos extremos en unos casquillos cojinete de deslizamiento 46. Debido a que,
durante el proceso de revelado y el cepillado intenso de la superficie del molde de impresion 18 para ello
necesario, el liquido de revelado salpica mucho, el dispositivo de revelado presenta convenientemente una tapa
abatible 47 que cierra herméticamente la bafiera 45.

Un ejemplo de realizacién de la invencidn se explica con mas detalle con base en la produccion de una plantilla de
serigrafia, haciendo referencia a las figuras 9 a 17.

La figura 9 muestra una pieza en bruto para una plantilla de serigrafia 18’, que a continuacién para mayor sencillez
se designa como tal con independencia de la fase de produccion. La plantilla de serigrafia 18 presenta como
soporte un fino cilindro de tamiz 1’, sobre el cual esta tendida como primera capa sensible a la radiaciéon una capa
de laca fotosensible 4’, que se recubre con una capa cobertora 5. La capa de laca fotosensible 4’ puede estar
compuesta de gelatina o alcohol polivinilico, que se mezcla con bicromato potasico. Mediante la accién de una
radiacion de onda corta en el margen UV, una gelatina asi tratada o un alcohol polivinilico asi tratado se reticula
también en estado seco y la laca se hace de esta forma insoluble en agua y bastante resistente a los ataques
quimicos, como los que se producen por ejemplo en el caso de actuar un revelador o sustancias quimicas de
impresion.

La gelatina no reticulada o no curtida, al igual que el alcohol polivinilico no curtido, puede lavarse por el contrario
muy facilmente mediante agua caliente o una solucién acuosa alcalina. Este proceso recibe el nombre de revelado.

Para la capa de laca fotosensible 4’ puede utilizarse también epoxi- o metil-metacrilato. Estas resinas se diluyen
casi siempre con un disolvente alcohdlico o queténico, o se utilizan en forma de una emulsién acuosa de estas
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soluciones y contienen con frecuencia un sensibilizador optico, para aumentar la sensibilidad a la luz o para
desplazar la sensibilidad en un margen luminoso de onda mas larga. También las capa de laca fotosensibles asi
estructuradas se reticulan o endurecen fotosintéticamente mediante la accién de la luz.

Para la capa cobertora 5 se usan los mismos disolventes, sustancias formadoras de capas y sustancias
absorbedoras o reflectantes de UV que en la capa cobertora 5 descrita con base en el ejemplo para un mejor
entendimiento de la invencion. Aparte de la utilizacion de pigmentos negros, como p.ej. negro de carbono (black
carbon), en las capas cobertoras pueden usarse también colorantes, como por ejemplo Sudan Blue de la empresa
BASF o combinaciones de colorantes de colores vivos, como una mezcla entre colorante Sudan Blue y pigmento
Novaperm Yellow de la empresa Hoechst.

La aplicacion de la capa de laca fotosensible 4’ y de la capa cobertora 5 se realiza de forma preferida con el
procedimiento de recubrimiento por inmersion descrito anteriormente. Esto tiene la ventaja, en especial para la
aplicacion de la capa cobertora 5, de que esta capa misma puede aplicarse después con el mismo grosor por toda
la plantilla de serigrafia, si la capa de laca fotosensible 4’ como consecuencia de una contraccién causada por el
secado presenta una superficie ondulada, como se representa por ejemplo en la figura 10.

Debe destacarse ademas que la capa de laca fotosensible 4’ antes de la aplicaciéon de la capa cobertora 5 al igual
que la capa cobertora 5 después de su aplicacion se secan, si estas capas contienen agua u otros disolventes. El
secado se lleva a cabo casi siempre en un horno de aire caliente, en el que el aire de circulacion se filtra
continuamente.

En la figura 10 puede reconocerse que el cilindro de tamiz 1’ se compone de almas individuales 15, que estan
estructuradas galvanoplasticamente. En lugar de un cilindro de tamiz 1’ estructurado galvanoplasticamente puede
utilizarse también un cilindro de tamiz de un tejido metalico. Aparte de esto es posible, en especial en el caso de
plantillas de serigrafia planas, usar tejidos textiles, en especial un tejido fino de gasa de seda, para mejorar todavia
mas la calidad de impresién que puede alcanzarse con la plantilla de serigrafia terminada. A la hora de utilizar
tejidos textiles es conveniente prever un recubrimiento metalico que no perjudique la estructura de tamiz para, al
desmontar la capa cobertora 5 y al exponer la capa de laca fotosensible 4’, impedir un dafio al tejido de tamiz a
causa de la radiacion utilizada.

La capa de laca fotosensible 4’ representada en la figura 10 muestra una superficie irregular, ya que esta
estructurada con una laca con un alto contenido de disolvente, con lo que la capa de laca fotosensible 4’ durante el
secado esta fuertemente contraida a causa de la evaporacion del disolvente. La capa de laca fotosensible 4’ en la
figura 11 se compone por el contrario de un sistema de laca polimerizado, de tal manera que esta capa se contrae
escasamente y de esta forma mantiene una superficie plana o lisa.

La capa cobertora 5 aplica a la capa de laca fotosensible 4’ segun la figura 10 permanece por todas partes igual de
gruesa, gracias al procedimiento de recubrimiento por inmersioén utilizado.

Para obtener una mascara de irradiacion 5 estructurada conforme al modelo se desmonta la capa cobertora 5
conforme al modelo.

Sin embargo, conforme a la invencién la capa cobertora se desmonta con ayuda de radiacion laser. De forma
preferida se utiliza aqui una radiacién laser cuya longitud de onda va desde el margen infrarrojo (800 nm a 1 ym si
se utilizan diodos laser; 1,06 ym si se utiliza un laser de Nd-YAG) hasta el margen de radiacién térmica (10,6 ym
con un laser de CO;). El desmontaje de la capa cobertora 5 se realiza con ello mediante evaporizacion. Sin
embargo, también es posible desmontar la capa cobertora 5 mediante fotdlisis, en donde después se utilizan
también longitudes de onda mas cortas situadas en el margen visible. Una radiacion en el margen UV y en el
margen espectral de onda corta de la luz visible, con longitudes de onda de hasta unos 500 nm, se utiliza
evidentemente solo si la capa de laca fotosensible 4’ situada debajo de la capa cobertora 5 se reticula o endurece
bajo la accién de la post-exposicion de gran superficie que se realiza posteriormente, es decir, esta estructurada
con un sistema de resina polimerizador.

La figura 12 muestra una mascara de irradiacion 5 producida con una capa cobertora 5, que se ha disuelto
conforme al modelo de tal modo mediante la accion térmica de un rayo laser 7, que la capa de laca fotosensible 4’
presenta unos puntos 8 dejados al descubierto, condicionado por el modelo, en los que la capa de laca
fotosensible 4’ debe deteriorarse fotoliticamente o bien endurecerse durante la siguiente exposicién de gran
superficie, mostrada en la figura 13.

El rayo laser 7 usado para el desmontaje directo de la capa cobertora 5, condicionado por el modelo, se enfoca de
tal manera mediante una 6ptica laser 22, que en el punto de incidencia presenta un diametro de entre 20 y 40 ym.
El rayo laser 7 utilizado tiene con ello delante de la dptica laser un pequefio angulo de divergencia de haz, de tal
modo que con las distancias focales utilizadas de entre 50 nm y 150 nm, se obtiene una cintura de haz en el foco,
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es decir en el punto de incidencia, que sdlo varia en unos pocos tantos por ciento segun se mide en un margen de
0,1 mm perpendicularmente a la superficie del cilindro de tamiz 1’, de tal manera que un error de redondez en un
orden de magnitud de 0,1 mm practicamente no tiene ninguna influencia en la exactitud de contorno del grabado.

Después del desmontaje de la capa cobertora 5 conforme al modelo, llevado a cabo conforme a la invencién con
un laser, para configurar una mascara de irradiacion 5’ la capa de laca fotosensible 4’ se expone en gran superficie
con una banda luminosa emitida por una lampara 9. Como lampara 9 se utiliza con ello de forma preferida una
lampara metal-halégena. En este tipo de lampara los valores maximos de la energia de emision estan situados en
unas longitudes de onda de entre 290 y 540 nm, de tal manera que la capa de laca fotosensible es irradiada por lo
tanto con una radiacion UV de alta energia, que acarrea unos intensos efectos fotoquimicos. La capa de laca
fotosensible 2 se endurece en los puntos irradiados. En el caso de lacas que se reticulen bajo el efecto de radiacion
UV, la capa de laca fotosensible 4’ se hace muy resistente quimicamente en los puntos irradiados, y los puntos no
irradiados de esta capa pueden disolverse del cilindro de tamiz mediante agua templada durante el subsiguiente
revelado. La figura 14 muestra en un corte aumentado una plantilla de serigrafia 18’, producida con la utilizacion
de una laca positiva.

El dispositivo de exposicion 12 mostrado en la figura 15, sobre el que se lleva a cabo la disolucidn optica de la
capa cobertora 5 para configurar una mascara de irradiacion 5 de forma correspondiente a los requisitos del
modelo a introducir en la capa de laca fotosensible 4, esta estructurado de forma similar a un banco giratorio. Un
laser de neodimio-yag 13’ emite un rayo laser 7, que presenta una longitud de onda de 1,06 uym y un diametro de
unos pocos milimetros asi como un angulo de divergencia muy reducido. Dado el caso estas caracteristicas del
rayo laser 7 se aseguran mediante una optica de ensanchamiento, que puede estar prevista justo detras de la
ventana de salida del laser.

En lugar de un laser de Nd-YAG, que se bombea mediante diodos laser, puede usarse también un laser de COy,
que se pulsa mediante la conexion y desconexion de un tramo de descarga eléctrico. En este ultimo caso pueden
conseguirse frecuencias de conmutacion de entre 10 y 20 kHz, mientras que mediante la conexion y desconexion
de los diodos laser en el primer caso pueden alcanzarse unas frecuencias de conmutaciéon de hasta unos 50 kHz.
En el caso de que se necesiten unas frecuencias de conmutacion todavia mas elevadas, el laser puede trabajar
también en funcionamiento continuo y el haz puede interrumpirse con un interruptor acustico o electro-6ptico.

La ventaja de un desmontaje de la capa cobertora 5 con una longitud de onda superior a 800 nm consiste en que
no puede realizarse ni un pre-reticulado ni una descomposicién fotolitica de la capa de laca fotosensible 4’ situada
debajo de la capa cobertora 5, porque para ambos efectos se necesita una luz con mayor energia cuantica y de
este modo menor longitud de onda. Como es natural se requiere una dosificacion exacta de la energia optica del
haz del rayo laser 7, ya que en caso contrario la capa de laca fotosensible 4’ puede descomponerse térmicamente.

Sobre un carro 16, que se traslada lentamente en la direccion del eje 17 de la plantilla de serigrafia 18’, esta
montado un espejo de desviacion 19 que dirige el rayo laser 7 sobre la superficie de la plantilla de serigrafia 18’.
Para enfocar el rayo laser 7 esta prevista con ello una 6ptica laser 22 detras del espejo de desviacion 19.

Durante la exposicion la plantilla de serigrafia 18’ rota con velocidad uniforme, de tal modo que la mancha
luminosa del rayo laser 7 describe una linea helicoidal sobre la superficie de la plantilla de serigrafia 18’. Este
movimiento de rotacion se confiere a la plantilla de serigrafia 18’ desde un accionamiento alojado en el cabezal de
husillo 21, al que esta unido el lado frontal izquierdo de la plantilla de serigrafia 18’ a través de un cono de arrastre
46. El lado frontal derecho de la plantilla de serigrafia 18" se sujeta mediante un cono de centrado 47 al cabezal
movil.

Por debajo de la plantilla de serigrafia 18’ se encuentra el lecho 25 del dispositivo de exposiciéon 12, que une el
cabezal de husillo 21 al cabezal movil 24 y soporta unas guias 20 para el carro 16, que guian éste durante su
movimiento de trabajo en paralelo al eje 17 de la plantilla de serigrafia 18’.

Para poder mecanizar plantillas de serigrafia 18" de diferente longitud el cabezal mévil 24 puede graduarse en
direccion axial, mientras que el cono de centrado 47, que engrana en el extremo frontal derecho de una plantilla de
serigrafia 18’, puede graduarse en fino para el ajuste en fino mediante un volante 27 sobre el cabezal movil 24.

Sobre el cabezal mévil 24 estan dispuestos ademas las mismas instalaciones de manejo e indicacién, como las
que estan previstas también en el caso del dispositivo de exposicion 12 descrito con base en la figura 5.

Después del desmontaje conforme al modelo de la capa cobertora 5 mediante radiacion laser, para configurar la
mascara de irradiacion 5’, se realiza la exposicion de gran superficie mediante una lampara 9 sobre un dispositivo
de exposicion, que se ha representado esquematicamente en la figura 16. La lampara 9 tiene con ello la forma de
una viga de lampara con seccion transversal circular y se extiende todo a lo largo de la plantilla de serigrafia 18’.
Aunque como lampara 9 puede usarse entre otras también una lampara de vapor de xenén, una lampara de vapor
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metal-halégena es ventajosa en cuanto a su equilibrio energético, si la laca fotosensible utilizada es sensible en el
margen UV, ya que su equilibrio energético es mejor, como ya se ha explicado anteriormente.

La anchura 38 de la carcasa de lampara 40 y la distancia 39 entre la lampara 9 y la superficie de la plantilla de
serigrafia 18’ tienen la influencia, ya descrita en la explicacion de la instalacion de exposicién mostrada en la figura
7, en el tiempo de exposicion y la precision de contorno y se eligen de forma correspondiente. Aparte del cono de
arrastre 46 y del cono de centrado 47 para el montaje de la plantilla de serigrafia 18’, el dispositivo de exposicion
segun la figura 16 esta estructurado igual que el dispositivo de exposicion descrito con base en la figura 7, de tal
manera que aqui se prescinde de una nueva descripcion.

Después de la exposicion de gran superficie se realiza el revelado de la capa de laca fotosensible 4’ sobre un
dispositivo de revelado 34, que se ha representado en la figura 17, y que se corresponde con el dispositivo de
revelado 34 representado en la figura 6 hasta en los cojinetes para la plantilla de serigrafia 18’.

Si para la capa de laca fotosensible 4’ se ha utilizado una laca reticulada, p.ej. sobre base de resina epoxi, gelatina
o alcohol polivinilico, el revelado de la capa de laca fotosensible 4’ se realiza sencillamente mediante enjuague con
agua templada o caliente, en donde la plantilla de serigrafia 18’ se lava con una ducha de mano sobre una pila de
recogida para el agua residual mezclada con restos de resina.

Aunque con base en el dibujo sdélo se ha mostrado y explicado la produccién de moldes de impresion cilindricos, el
procedimiento conforme a la invencién también puede aplicarse para placas de impresion planas.

En el caso de moldes de impresién en forma de placa, la estructuracién de la capa cobertora 5, es decir la
exposicion o irradiacion de la segunda capa sensible a la radiacién, puede llevarse a cabo con un cabezal de
exposicién que puede desplazarse sobre la placa de impresiéon en dos direcciones, de forma preferida situadas
mutuamente en perpendicular.
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REIVINDICACIONES
1.- Procedimiento para producir un molde de impresién, en el que

- auna primera capa de laca fotosensible (4’) sensible a la radiacion dispuesta sobre un tamiz (1’) de una
laca reticulable se aplica mediante recubrimiento por inmersién una capa cobertora (5), en donde la capa
cobertora (5) contiene unas finas particulas absorbedoras o reflectoras de luz, que estan suspendidas en
gelatina o alcohol polivinilico,

- la capa cobertora (5) aplicada se estructura después de un paso de secado de forma correspondiente a un
modelo, en donde para estructurar la capa cobertora (5), condicionado por el modelo, las partes a extraer
de la capa cobertora (5) se desmontan directamente utilizando radiacion laser, para formar una mascara
de irradiacion (5'), y

- la primera capa de laca fotosensible (4’) sensible a la radiacion se irradia y se revela mediante enjuague
con agua.

2.- Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado porque para la capa de laca fotosensible (4’) se utiliza
una laca reticulable sobre base de resina epoxi, gelatina o alcohol polivinilico.

3.- Procedimiento segun la reivindicacion 1 6 2, caracterizado porque la capa de laca fotosensible (4’) se irradia 'y
se revela mediante enjuague con agua templada o caliente.

4.- Procedimiento segun la reivindicacion 1, 2 6 3, caracterizado porque la capa cobertora (5) estructurada
conforme al modelo, es decir la mascara de irradiacion (5’), se extrae durante el revelado de la capa de laca
fotosensible (4).

5.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la irradiacion conforme al
moldeo de la capa cobertora (5) se realiza punto por punto.

6.- Procedimiento segun la reivindicacion 5, caracterizado porque para la irradiaciéon punto por punto se irradian
simultaneamente, conforme al modelo, varios puntos de moldeo adyacentes mediante un numero correspondiente
de puntos de irradiacion.

7.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la suspension de finas
particulas metdlicas en gelatina se produce mediante reducciéon de sales metdlicas disueltas en gelatina, en
especial halogenuros de plata.

8.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la capa cobertora (5) tiene
un grosor de entre 1 ym 'y 20 ym, de forma preferida entre 7 uym y 14 ym, en especial de 10 pm.

9.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la capa de laca fotosensible (4°)
se aplica al tamiz (1) con un procedimiento de recubrimiento por inmersion.

10.- Procedimiento segun la reivindicacion 9, caracterizado porque la capa de laca fotosensible (4’) esta formada
con gelatina o alcohol polivinilico, en donde a la gelatina o al alcohol polivinilico se afiade un medio de curtido, por
ejemplo bicromato potasico.

11.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque a la capa de laca
fotosensible (4’) se afiaden sustancias para aumentar su elasticidad, para impedir la formacion de grietas.

12.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tamiz (1’) es metalico.

13.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque el tamiz (1’) esta formado con
un tejido textil, en especial con un tejido de gasa de seda, que esta reforzado de forma preferida mediante una
precipitacion metalica quimica y/o galvanica.

14.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tamiz (1’) es plano.

15.- Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque el tamiz (1) es cilindrico.
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